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(54)【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】  基板間隔を規定するスペーサを、フォトリソ
グラフィーを用いて形成する場合において、露光工程を
セルフアライメントで形成でき、画素上の残渣による表
示品位の悪化を防ぎ、また、光学特性を規定するセル厚
を任意に設計することを可能とする液晶表示装置及びそ
の製造方法を提供する。
【解決手段】  液晶層３と、液晶層３を挟持する一対の
絶縁性基板１１、２１と、一対の絶縁性基板１１、２１
の間隔を規定するスペーサと、を備える液晶表示装置に
おいて、スペーサは、感光性透明樹脂層４１と感光性黒
色樹脂層４２の二層構造からなる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  液晶層と、該液晶層を挟持する一対の絶
縁性基板と、該一対の絶縁性基板の間隔を規定するスペ
ーサと、を備える液晶表示装置において、
前記スペーサは、感光性透明樹脂層と感光性黒色樹脂層
の二層構造からなることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  請求項１に記載の液晶表示装置におい
て、
一対の絶縁性基板の一方は、マトリクス状に形成された
スイッチング素子と、該スイッチング素子に制御電圧を
供給するゲート配線と、該ゲート配線に直交するように
形成され、かつ、スイッチング素子にデータ信号を供給
するソース配線と、を有しており、そして、スイッチン
グ素子、ゲート配線、ソース配線上に層間絶縁膜が形成
され、かつ、該層間絶縁膜を貫くコンタクトホールを介
してスイッチング素子と層間絶縁膜上の画素電極とが接
続されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】  請求項２記載の液晶表示装置において、
上記スペーサは、スイッチング素子上に位置しているこ
とを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】  請求項２記載の液晶表示装置において、
上記スペーサは、表示領域の周辺部に形成されているこ
とを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】  液晶層と、該液晶層を挟持する一対の絶
縁性基板と、該一対の絶縁性基板の間隔を規定するスペ
ーサと、を備える液晶表示装置を製造する方法におい
て、
前記一対の絶縁性基板の少なくとも一方に感光性透明樹
脂層を形成し、次に、その上に感光性黒色樹脂層を形成
して二層構造として、液晶層を挟持する一対の絶縁性基
板の間隔を規定するスペーサとする工程を有することを
特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項６】  請求項５記載の液晶表示装置の製造方法
において、
上記一対の絶縁性基板の一方に、マトリクス状に形成さ
れたスイッチング素子と、該スイッチング素子を制御す
るゲート配線と、該ゲート配線に直交するように形成さ
れてスイッチング素子にデータ信号を供給するソース配
線と、を形成する工程と、さらに、前記スイッチング素
子、ゲート配線、ソース配線上に形成された層間絶縁膜
を貫くコンタクトホールを介して前記スイッチング素子
と層間絶縁膜上に形成された画素電極とを接続する工程
と、を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方
法。
【請求項７】  請求項６記載の液晶表示装置の製造方法
において、
上記スペーサをスイッチング素子上に位置するように形
成する工程を有することを特徴とする液晶表示装置の製
造方法。
【請求項８】  請求項６記載の液晶表示装置の製造方法
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において、
上記スペーサを表示領域の周辺部に形成する工程を有す
ることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置及び
その製造方法であり、特に一対の絶縁性基板の間隔を規
定するスペーサに特徴を有する液晶表示装置及びその製
造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、液晶表示装置の一つとして、アク
ティブマトリクス液晶表示装置が知られており、図９に
示すように、画素電極１７´上に配向膜１８´等を形成
したアクティブマトリクス基板１´と対向電極２３´及
び配向膜２５´等を形成したカラーフィルタ基板２´と
を対向させ、この２枚の基板間に液晶３´が封入され、
絶縁性基板間の距離を一定に保つために粒径の均一なプ
ラスチックビーズ等のスペーサ４´を２枚の基板間に散
在させている。基板周囲はシール剤５´で固定された構
成になっている。
【０００３】しかしながら、プラスチックビーズ等を散
布してスペーサとする場合に、２枚の絶縁性基板間に散
布したスペーサが表示画素上に位置するとスペーサ周辺
からの光漏れを起こすという問題があった。また、スペ
ーサが基板上に不均一に散布されると表示ムラ等の不具
合となる問題があった。
【０００４】このため、特開平９－１２００７５号公報
で開示されているように、カラーフィルタの着色層を画
素領域外に積層させて柱状スペーサを形成する方法や、
特開平１１－２１８７４９号公報に開示されている感光
性黒色樹脂で形成した遮光層をスペーサとして用いる方
法等が提案されている。
【０００５】しかしながら、特開平９－１２００７５号
公報に開示されている方法では、積層させるカラーフィ
ルタの各着色層においては必要とされる色特性を再現す
るために膜厚があらかじめ規定されるため、着色層の積
層により合算した膜厚が所望する膜厚（セル厚）と必ず
しも合致しないという問題がある。また、カラーフィル
タの各着色層をフォトリソグラフィーによリパターニン
グする際に、露光工程でのアライメントずれが生じる
と、各着色層が同位置に積層されず所望する高さに形成
できないという問題があった。
【０００６】特開平１１－２１８７４９号公報に開示さ
れた方法によれば、着色層を形成した絶縁性基板に感光
性黒色樹脂を塗布し、フォトリソグラフィーにより感光
性黒色樹脂をパターニングし、これが遮光層とスペーサ
の機能を兼ねる。スペーサの機能をもたせるために黒色
樹脂の膜厚が大きくなり、樹脂を十分硬化させるために
表面と背面の両面から露光を行っている。
【０００７】上記手法を背面露光のみで行うと着色層を
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3
マスクとしてセルフアライメントが可能となるが、背面
露光では黒色樹脂の表面側では硬化に必要な露光量は照
射されず、現像時に樹脂表面が溶解し、結果的に樹脂の
膜厚が小さくなるため、膜厚（セル厚）を任意に設定す
るのが困難になる。また、必要な露光量を照射するため
照射時間を長くすると、スループットが低下する。ま
た、着色層をマスクとして背面露光する場合、照射時間
を長くすると、着色層上に塗布された本来照射されない
黒色樹脂まで感光し、着色層上に黒色樹脂が付着し表示
品位が低下するという問題が起きる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】そこで、この発明の目
的は、基板間隔を規定するスペーサを、フォトリソグラ
フィーを用いて形成する場合において、露光工程をセル
フアライメントで形成でき、画素上の残渣による表示品
位の悪化を防ぎ、また、光学特性を規定するセル厚を任
意に設計することを可能とする液晶表示装置及びその製
造方法を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】本発明は、液晶層と、該
液晶層を挟持する一対の絶縁性基板と、該一対の絶縁性
基板の間隔を規定するスペーサと、を備える液晶表示装
置において、前記スペーサは、感光性透明樹脂層と感光
性黒色樹脂層の二層構造からなる液晶表示装置である。
【００１０】これにより、スペーサとなる樹脂の膜厚
は、感光性透明樹脂の膜厚を変えることで対応できるた
め、黒色樹脂の膜厚を大きくする場合に比べて露光時の
紫外線の照射量を大きく必要がなく、任意の膜厚が形成
できる。また、現像時に画素上の不要な樹脂を除去する
際に、黒色樹脂の下に透明樹脂が位置することで、黒色
樹脂が画素上で現像残り（残渣）となることを防ぐこと
が可能となる。
【００１１】また、本発明は、一対の絶縁性基板の一方
は、マトリクス状に形成されたスイッチング素子と、該
スイッチング素子に制御電圧を供給するゲート配線と、
該ゲート配線に直交するように形成され、かつ、スイッ
チング素子にデータ信号を供給するソース配線と、を有
しており、そして、スイッチング素子、ゲート配線、ソ
ース配線上に層間絶縁膜が形成され、かつ、該層間絶縁
膜を貫くコンタクトホールを介してスイッチング素子と
層間絶縁膜上の画素電極とが接続されている液晶表示装
置である。
【００１２】これにより、画素電極が層間絶縁膜上に形
成されているため、画素電極をゲート配線、ソース配線
の領域まで覆って形成できる。このため、第二の絶縁性
基板に形成される着色層が、互いに隣り合って接してい
る、あるいは、重ねて形成される部分が、対向する第一
の絶縁性基板に形成されたソース配線上に完全に隠れる
ように形成できるため、重なり部分の段差による液晶配
向の乱れによる表示品位の低下の懸念がない。
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【００１３】そして、本発明は、上記スペーサは、スイ
ッチング素子上に位置している液晶表示装置である。
【００１４】これにより、スペーサがスイッチング素子
を遮光する機能も有するので、スイッチング素子の光リ
ーク電流の発生を防ぐことが可能となる。
【００１５】更に、本発明は、上記スペーサは、表示領
域の周辺部に形成されている液晶表示装置である。
【００１６】これにより、スペーサが表示領域の周辺部
のセル厚を規定するとともに、周辺遮光部を兼ねて機能
する。
【００１７】また、本発明は、液晶層と、該液晶層を挟
持する一対の絶縁性基板と、該一対の絶縁性基板の間隔
を規定するスペーサと、を備える液晶表示装置を製造す
る方法において、前記一対の絶縁性基板の少なくとも一
方に感光性透明樹脂層を形成し、次に、その上に感光性
黒色樹脂層を形成して二層構造として、液晶層を挟持す
る一対の絶縁性基板の間隔を規定するスペーサとする工
程を有する液晶表示装置の製造方法である。
【００１８】これにより、スペーサとなる樹脂の膜厚
は、感光性透明樹脂の膜厚を変えることで対応できるた
め、黒色樹脂の膜厚を大きくする場合に比べて露光時の
紫外線の照射量を大きくする必要がないためスループッ
トの低下がない。また、現像時に画素上の不要な樹脂を
除去する際に、黒色樹脂の下に透明樹脂が位置すること
で、黒色樹脂が、画素上に付着することを防ぎ画素上の
残渣による不良を低減する。また、従来のスペーサ散布
装置を用いた散布工程が不要となり、セル厚の異なる液
晶表示装置を作製する場合に、従来であれば、散布する
スペーサの種類を変更する必要があるが、本構成では、
スペーサとなる樹脂の塗布条件の変更で対応できる。
【００１９】そして、本発明は、上記一対の絶縁性基板
の一方に、マトリクス状に形成されたスイッチング素子
と、該スイッチング素子を制御するゲート配線と、該ゲ
ート配線に直交するように形成されてスイッチング素子
にデータ信号を供給するソース配線と、を形成する工程
と、さらに、前記スイッチング素子、ゲート配線、ソー
ス配線上に形成された層間絶縁膜を貫くコンタクトホー
ルを介して前記スイッチング素子と層間絶縁膜上に形成
された画素電極とを接続する工程と、を有する液晶表示
装置の製造方法である。
【００２０】これにより、画素電極が層間絶縁膜上に形
成され、画素電極をゲート配線、ソース配線の領域まで
覆って形成するので、隣り合う着色層が接して、あるい
は、重ねて形成される部分が、対向する絶縁性基板に形
成されたソース配線上に完全に隠れるように形成するた
め、貼り合わせ工程での貼り合わせにある程度ずれが生
じても、重なり部分の段差による液晶配向の乱れによる
表示品位の低下の懸念がない。
【００２１】更に、本発明は、上記スペーサをスイッチ
ング素子上に位置するように形成する工程を有する液晶
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表示装置の製造方法である。
【００２２】これにより、ＴＦＴの遮光部を裏面露光に
よりセルフアライメントで形成でき、生産工程が簡略に
なる。
【００２３】また、本発明は、上記スペーサを表示領域
の周辺部に形成する工程を有する液晶表示装置の製造方
法である。
【００２４】これにより、スペーサが周辺遮光部を兼ね
て同時に作製できるため工程が簡略になる。
【００２５】
【発明の実施の形態】本発明の発明の実施の形態を説明
する。本実施の形態の液晶表示装置について、図１～図
８を用いて説明する。図１は、実施例の液晶表示装置の
断面説明図である。図２は、実施例の液晶表示装置にお
けるアクティブマトリクス基板の説明図である。図３
は、図２におけるＡ－Ａ´の矢視断面図である。図４
は、実施例の液晶表示装置におけるカラーフィルター基
板の説明図である。図５は、図４におけるＢ－Ｂ´の矢
視断面図である。図６は、図４におけるＣ－Ｃ´矢視断
面図である。図７は、実施例２の液晶表示装置における
カラーフィルター基板の説明図である。図８は、図７に
おけるＤ－Ｄ´の矢視断面図である。
【００２６】実施例１を説明する。本実施例の液晶表示
装置は、図１に示すように、第１の絶縁性基板１１及び
第２の絶縁性基板２１と、一対の絶縁性基板１１、２１
に挟持された液晶層３と、一対の絶縁性基板１１、２１
の間隔を規定するスペーサとを備えている。第１の絶縁
性基板１１は、図２、３に示すように、ＴＦＴ（スイッ
チング素子）１２、ゲート配線１３、ソース配線１４、
層間絶縁膜１５、第１の画素電極１７、第１の配向膜１
８、等を備えている。ＴＦＴ１２は、図２に示すよう
に、マトリクス状に形成されている。ゲート配線１３
は、ＴＦＴ１２に制御電圧を供給する。ソース配線１４
は、ゲート配線１３に直交するように形成されており、
ＴＦＴ１２にデータ信号を供給する。層間絶縁膜１５
は、ＴＦＴ１２、ゲート配線１３、ソース配線１４、上
に形成されており、そして、貫通する孔であるコンタク
トホール１６を有し、ＴＦＴ１２と第１の画素電極１７
とを接続している。第２の絶縁性基板２１は、図４～６
に示すように、着色層（赤）２２ｒ、同（緑）２２ｇ、
同（青）２２ｂからなるカラーフィルタ層、第２の画素
電極２３、等を備えている。スペーサは、図５に示すよ
うに、感光性透明樹脂４１と感光性黒色樹脂４２の二層
構造からなる。そして、第１及び第２の画素電極１７、
２３間の液晶層３に電圧を印加することにより、図示し
ない光源等からの光のカラーフィルタ層２２の通過を制
御し、カラー表示を行うことができる。
【００２７】実施例１によれば、スペーサは、感光性透
明樹脂４１と感光性黒色樹脂４２の二層構造からなるた
め、スペーサの膜厚は、感光性透明樹脂４１の膜厚を変

6
えることが可能となり、感光性黒色樹脂４２の膜厚を大
きくする場合に比べて露光時の紫外線の照射量を大きく
必要がなく、任意の膜厚が形成できる。また、現像時に
画素上の不要な樹脂を除去する際に、感光性黒色樹脂４
２の下に感光性透明樹脂４１が位置することで、感光性
黒色樹脂４２が画素上で現像残り（残渣）となることを
防ぐことが可能となる。
【００２８】次に、実施例１の液晶表示装置の製造方法
を説明する。第１の絶縁性基板１１上に、図３に示すよ
うに、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）１２、このＴＦＴ１
２に電気的に接続されたゲート配線１３、ソース配線１
４を形成する。本実施例ではゲート配線１３の線幅を１
５μｍ、ソース配線１４の線幅を１０μｍとした。続い
て、アクリル製樹脂からなる感光性の層間絶縁膜１５を
基板１１全面にスピナーで塗布する。そして、層間絶縁
膜１５に、フォトリソグラフィー法により、マスクを介
して紫外線を照射して感光させ、エッチングすることに
よって、ＴＦＴ１２のドレイン電極上にコンタクトホー
ル１６を形成する。次にスパッタ法により透明電極とし
てＩＴＯ（インジウム錫酸化物）層１７を形成して画素
周囲の各配線にエッジが重なる形状にパターニングを行
い、第１の画素電極１７を形成する。このようにして、
ＴＦＴ１２、ゲート配線１３、ソース配線１４、第１の
画素電極１７を形成した絶縁性基板１１にポリイミドか
らなる第１の配向膜１８を形成し、そして、液晶分子の
配向を可能にするために第１の配向膜１８の表面に対し
てラビング等によって配向処理を行う。
【００２９】次に、第２の絶縁性基板２１上に、赤、
緑、青の着色層２２ｒ、２２ｇ、２２ｂを各色の感光性
樹脂、例えば、富士ハントテクノロジー社製カラーレジ
ストＣＲ－２０００、ＣＧ－２０００、ＣＢ－２０００
を用いて形成する。すなわち、着色フォトレジストを基
板２１上にスピナーで塗布し、８０℃で１０分間焼成処
理を行う。その後、所定のマスクを用いて露光し、アル
カリ現像液で現像後、純水で洗浄し、さらに２２０℃で
６０分間焼成処理を行う。この工程を３色について繰り
返し着色層２２を形成した。それぞれの着色層２２の膜
厚は１．２μｍとし、第１の絶縁性基板１１に形成した
ＴＦＴ１２に対向し、後の工程でスペーサを形成する部
分には着色層２２は形成しない。また、各着色層２２の
エッジは隣りに位置する着色層のエッジと接するか一部
重なり部２４となるように形成する。本実施例では３μ
ｍ重なるように形成する。図１に示すように、この重な
り部２４は、第１の絶縁性基板１１のソース配線１４と
対向する位置にある。ソース配線１４は線幅１０μｍで
形成しているため、重なり部２４の段差による液晶の配
向乱れが生じても、ソース配線１４で完全に遮光される
ため、表示品位を低下させることはない。貼り合わせ工
程での貼り合わせにある程度ずれが生じても、重なり部
２４がソース配線１４幅からはみ出さないため、貼り合
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7
わせ工程でのマージンになる。
【００３０】次に、この第２の基板２１上にスパッタ法
により第２の画素電極２３としてＩＴＯ電極を形成す
る。引き続き、この基板２１上に感光性透明樹脂４１、
例えば、新日鐵化学社製Ｖ２５９－ＰＡを塗布し、８０
℃で１０分間焼成処理を行い、さらに感光性黒色樹脂４
２、例えば、新日鐵化学社製Ｖ２５９－ＢＫＯを塗布
し、８０℃で１０分間焼成処理を行って二層構造とす
る。次に、先に形成した着色層２２をマスクとして背面
露光を行い、アルカリ現像液で感光性透明樹脂４１、感
光性黒色樹脂４２の両方を現像後、純水で洗浄し、さら
に、２２０℃で６０分間焼成処理を行い、感光性透明樹
脂４１の膜厚を４μｍ、感光性黒色樹脂４２の膜厚を
１．５μｍの柱状スペーサを形成した。本実施例では、
感光性透明樹脂４１の膜厚を４．０μｍとしたが、この
膜厚はスピナーでの塗布条件により任意に設定可能であ
る。また、透明樹脂であるため、膜厚が大きくなって
も、照射光がさえぎられることがないので、上部に塗布
した感光性黒色樹脂４２まで照射光が到達し十分硬化す
る。
【００３１】このようにして、着色層２２、重なり部２
４、透明電極２３、柱状スペーサ４１、４２を形成し
た、第２の絶縁性基板２１上にポリイミドからなる第２
の配向膜２５を形成し、液晶分子の配向を可能にするた
めに配向膜２５の表面に対してラビング等によって配向
処理を行う。
【００３２】最後に、ＴＦＴ１２、ゲート配線１３、ソ
ース配線１４、第１の画素電極１７が形成された第１の
絶縁性基板１１と、カラーフィルタ層２２、柱状スペー
サ４１、４２が形成された第２の絶縁性基板２１と、を
貼り合わせる。カラーフィルタ層２２を形成した基板２
１上には既にスペーサ４１、４２が形成されているの
で、貼り合わせ工程前にスペーサを散布する工程が不要
となる。そして、液晶を注入して封止して液晶表示装置
が得られる。
【００３３】実施例２を説明する。本実施例は、別な形
態の液晶表示装置の製造方法であり、図２、図３、図
７、図８を用いて、説明する。
【００３４】第１の絶縁性基板１１上に、実施例１で示
した方法と同様にして、ＴＦＴ１２、ゲート配線１３、
ソース配線１４、画素電極１７を形成し、ポリイミドか
らなる配向膜１８を形成し、液晶分子の配向を可能にす
るために配向膜１８の表面に対してラビング等によって
配向処理を行う。
【００３５】次に、第２の絶縁性基板２１上に、実施例
１と同様に、赤、緑、青の着色層２２ｒ、２２ｇ、２２
ｂを各色の感光性樹脂、例えば、富士ハントテクノロジ
ー社製カラーレジストＣＲ－２０００、ＣＧ－２００
０、ＣＢ－２０００、を用いて形成する。すなわち、着
色フォトレジストを基板２１上にスピナーで塗布し、８
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０℃で１０分間焼成処理を行う。その後所定のマスクを
用いて露光し、アルカリ現像液で現像後、純水で洗浄
し、さらに２２０℃で６０分間焼成処理を行う。この工
程を３色について繰り返し着色層２２を形成する。ま
た、液晶の注入口２６となる部分にも、図７、図８に示
すように、着色層２２を形成する。本実施例では、青の
着色層２２ｂを形成している。
【００３６】次に、この基板２１上にスパッタ法により
画素電極２３としてＩＴＯ電極を形成する。引き続き、
この基板２１上に感光性透明樹脂４１、例えば、新日鐵
化学社製Ｖ２５９－ＰＡを塗布し、８０℃で１０分間焼
成処理を行い、さらに感光性黒色樹脂４２、例えば、新
日鐵化学社製Ｖ２５９－ＢＫＯを塗布し、８０℃で１０
分間焼成処理を行って二層構造とする。次に、周辺遮光
部と表示領域に光が透過するように形成したマスクを用
いて背面露光を行い、アルカリ現像液で感光性透明樹脂
４１、感光性黒色樹脂４２の両方を現像後、純水で洗浄
し、さらに２２０℃で６０分間焼成処理を行い、感光性
透明樹脂４１の膜厚を４．０μｍ、感光性黒色樹脂４２
の膜厚を１．５μｍの周辺遮光部を形成した。注入口２
４の部分には、図８に示すように、あらかじめ、着色層
２２ｂを形成しているので、この部分には、感光性樹脂
層は形成されないため、後工程での液晶の注入が可能で
ある。本実施例では、注入口に青色着色層２２ｂのみを
形成したが、更に、赤色着色層２２ｒと重ねる、あるい
は、アクティブマトリクス基板１１側の注入口２６に対
向する部分にゲート配線１３あるいはソース配線１４を
形成するのに用いた金属膜を配置することで、注入口２
６部分の遮光性を高めることができる。
【００３７】このようにして、着色層２２、画素電極２
３、周辺遮光部を形成した絶縁性基板２１上にポリイミ
ドからなる配向膜２５を形成し、液晶分子の配向を可能
にするために配向膜２５の表面に対してラビング等によ
って配向処理を行う。
【００３８】最後に、ＴＦＴ１２、ゲート配線１３、ソ
ース配線１４、画素電極１７が形成された絶縁性基板１
１と、カラーフィルタ２２、周辺遮光部の周辺に、シー
ル材５を印刷した絶縁性基板２１と、を貼り合わせ、液
晶を注入して封止して液晶表示装置が得られる。
【００３９】以上説明したように、２枚の絶縁性基板に
挟持された液晶層を有する、液晶表示装置において、第
１の絶縁性基板と第２の絶縁性基板の間隔を規定するス
ペーサが、感光性透明樹脂と感光性黒色樹脂の二層構造
となっていることで、スペーサとなる樹脂の膜厚は、感
光性透明樹脂の膜厚を変えることで対応できるため、黒
色樹脂の膜厚を大きくする場合に比べて露光時の紫外線
の照射量を大きくする必要がなく任意の膜厚が形成でき
る。また、現像時に画素上の不要な樹脂を除去する際
に、黒色樹脂の下に透明樹脂が位置することで、黒色樹
脂が画素上で現像残り（残渣）となることを防ぐことが
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9
可能となる。
【００４０】また、上記液晶表示装置において、スイッ
チング素子、ゲート配線、ソース配線上に層間絶縁膜が
形成され、該層間絶縁膜を貫くコンタクトホールを介し
て前記スイッチング素子と画素電極が接続されているた
め、画素電極をゲート配線、ソース配線の領域まで覆っ
て形成できる。よって、開口率が大きくできる。また、
隣り合う着色層を重ねて形成される部分が、対向する絶
縁性基板に形成された配線上に完全に隠れるように形成
できるため、重なり部分の段差による液晶配向の乱れに
よる表示品位の低下の懸念がない。
【００４１】そして、液晶表示装置は、前記スペーサを
スイッチング素子上に形成されていることで、スイッチ
ング素子を遮光するので、スイッチング素子の光リーク
電流の発生を防ぐことが可能となる。
【００４２】更に、液晶表示装置は、スペーサが表示領
域の周辺部に形成されていることにより、スペーサが表
示領域の周辺部のセル厚を規定するとともに、周辺遮光
部を兼ねて機能する。
【００４３】また、液晶表示装置の製造方法において、
２枚の絶縁性基板に挟持された液晶層を有し、第１の絶
縁性基板及び第２の絶縁性基板の間隔を規定するスペー
サを、感光性透明樹脂と感光性黒色樹脂の二層構造とな
るように形成する工程を備えることで、スペーサとなる
樹脂の膜厚は、感光性透明樹脂の膜厚を変えることで対
応できるようになり、黒色樹脂の膜厚を大きくする場合
に比べて露光時の紫外線の照射量を大きくする必要がな
いため、スループットを低下させない。また、現像時に
画素上の不要な樹脂を除去する際に、黒色樹脂の下に透
明樹脂が位置することで、黒色樹脂が、画素上に付着す
ることを防ぎ、画素上の残渣による不良を低減する。ま
た、従来のスペーサ散布装置を用いた散布工程が不要と
なり、セル厚の異なる液晶表示装置を作製する場合に、
従来であれば、散布するスペーサの種類を変更する必要
があるが、本構成では、スペーサとなる樹脂の塗布条件
の変更で対応できる。
【００４４】そして、上記の液晶表示装置の製造方法に
おいて、第１の絶縁性基板には、マトリクス状に形成さ
れたスイッチング素子と、該スイッチング素子を制御す
るゲート配線と該スイッチング素子にデータ信号を供給
し、前配ゲート配線に直交するように形成されたソース
配線とを形成する工程と、さらに、前記スイッチング素
子、ゲート配線、ソース配線上に層間絶縁膜が形成し、
該層間絶縁膜を貫くコンタクトホールを介して前記スイ
ッチング素子と該層間絶縁膜上の画素電極を接続させる
工程を備えているため、画素電極が層間絶縁膜上に形成
され、画素電極をゲート配線、ソース配線の領域まで覆
って形成するので、隣り合う着色層が接して、あるい
は、重ねて形成される部分が、対向する絶縁性基板に形
成されたソース配線上に完全に隠れるように形成でき、*
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*貼り合わせ工程での貼り合わせにある程度ずれが生じて
も、重なり部分の段差による液晶配向の乱れによる表示
品位の低下の懸念がない。
【００４５】更に、上記の液晶表示装置の製造方法にお
いて、前記スペーサをスイッチング素子上に位置すよう
に形成する工程を備えており、ＴＦＴの遮光部は裏面露
光によりセルフアライメントで形成でき、生産工程が簡
略になる。
【００４６】また、上記の液晶表示装置の製造方法にお
いて、前記スペーサを表示領域の周辺部に形成する工程
を備えることを特徴としている。上記構成によれば、ス
ペーサが周辺遮光部を兼ねて同時に作製できるため工程
が簡略になる。
【００４７】
【発明の効果】本発明によれば、基板間隔を規定するス
ペーサを、フォトリソグラフィーを用いて形成する場合
において、露光工程をセルフアライメントで形成でき、
画素上の残渣による表示品位の悪化を防ぎ、また、光学
特性を規定するセル厚を任意に設計することを可能とす
る液晶表示装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例の液晶表示装置の断面説明図。
【図２】実施例の液晶表示装置におけるアクティブマト
リクス基板の説明図。
【図３】図２におけるＡ－Ａ´の矢視断面図。
【図４】実施例の液晶表示装置におけるカラーフィルタ
ー基板の説明図。
【図５】図４におけるＢ－Ｂ´の矢視断面図。
【図６】図４におけるＣ－Ｃ´矢視断面図。
【図７】実施例２の液晶表示装置におけるカラーフィル
ター基板の説明図。
【図８】図７におけるＤ－Ｄ´の矢視断面図。
【図９】従来の液晶表示装置の説明図。
【符号の説明】
１１  第１の絶縁性基板
１２  ＴＦＴ
１３  ゲート配線
１４  ソース配線
１５  層間絶縁膜
１６  コンンタクトホール
１７  第１の画素電極
１８  配向膜
２１  第２の絶縁性基板
２２ｒ  着色層（赤）
２２ｇ  着色層（線）
２２ｂ  着色層（青）
２３  第２の画素電極
２４  着色層の重なり部
２５  配向膜
２６  注入口
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３  液晶
４１  感光性透明樹脂 *
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*４２  感光性黒色樹脂
５  シール剤

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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摘要(译)

解决的问题：通过使用光刻来形成用于限定基板间隔的间隔件，该间隔
件可以在曝光步骤中通过自对准形成，防止由于像素上的残留物引起的
显示质量劣化，并且限定光学特性。 本发明提供一种可以设计成具有任
意厚度的液晶显示装置及其制造方法。 在包括液晶层（3），将液晶层
（3）夹在中间的一对绝缘基板（11、21）和在一对绝缘基板（11、
21）之间形成间隔的间隔物的液晶显示装置中，间隔物为 它具有感光性
透明树脂层41和感光性黑色树脂层42的两层结构。
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